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@ Anordnung zum Abtragen von Material eines Targets 

Die Erf indung bezieht sich auf eine Anordnung zum Abtra- 
gen von Material eines Targets, bestehend aus dem Target 
und einem drehbaren Halter fur das Target, auf welches die 
Strahlen eines Lasers zum Abdampfen des Targetmaterials 
gerichtet sind. Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Kraterbil- 
dung in der Targetmitte zu verhindern und die Homogenitat 
und Reproduzierbarkeit der Substratbeschichtung zu ge- 
wahrleisten. Sie wird dadurch geldst. daS das Target zylin- 
derformig ist und mittels des Halters urn die Zylinderachse 
drehbar ist. AuSerdem sind die Laserstrahlen - bevorzugt in 
einer Linie fokussiert - auf den Zylindermantel gerichtet. Zur 
guten Ausnutzung der Anordnung wird der Laser so ausge- 
richtet, daS die Linie praktisch parallel zur Zylinderachse ver- 
lauft 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zum 
Abtragen von Material eines Targets, bestehend aus 
dem Target und einem drehbaren Halter fur das Target, 
auf welches die Strahlen eines Lasers zum Abdampfen 
des Targetmaterials gerichtet sind. 

Eine derartige Anordnung ist beispielsweise in der 
DE-PS 38 22 502 beschrieben. Sie ist in einer UHV- 
Kammer angeordnet und dient zur Erzielung stochio- 
metrischer Abbiidungen des Targets, d. h. zur Beschich- 
tung von Substraten in der exakten Zusammensetzung 
des Targetmaterials, wobei durch die Abtragung von 
Targetmaterial in der UHV-Kammer ein Plasma aus 
dem Targetmaterial erzeugt wird. Es wird ein Excimer- 
laser gepulst verwendet, dessen rechteckiges Strahlpro- 
fil mit Hilfe einer Zylinderlinse zu einem Strich fokus- 
siert wird. Damit werden hohe Abscheidungsraten bei 
gleichzeitig stochiometrischer Abbildung erreicht. Das 
Target wird dabei gedreht und die Laserstrahlen auf die 20 
Stirnflache des plattenformigen Targets gerichtet. Da- 
durch wird zwar eine zunachst homogene Abtragung 
erzielt, jedoch kommt es zu einer Kraterbildung in der 
Targetmitte, die einerseits die Standzeit des Targets 
verringert, andererseits die Homogenitat und Reprodu- 25 
zierbarkeit des Prozesses beeintrachtigt. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Anordnung 
der eingangs bezeichneten Art zu schaffen, bei der die 
angegebenen Nachteile nicht auftreten. 

Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung mit den 30 
Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. 

Bei der erfindungsgem&Ben Anordnung wird ein zy- 
linderformiges bzw. walzenformiges Target eingesetzt, 
das zweckmaBigerweise nicht nur um die Zylinderachse 
drehbar, sondern um diese Achse auch verschiebbar an- 35 
geordnet ist. Das Abtragen des Targetmaterials erfolgt 
durch Laserstrahlen, die so fokussiert sind, daB sie in 
einer Linie auf den Zylindermantel auftreffen. Hier- 
durch wird eine gleichmaBige Ablation ohne die oben 
genannten Nachteile erzielt. Zur guten Ausnutzung der 40 
Anordnung wird der Laser so ausgerichtet, daB die Linie 
praktisch parallel zur Zylinderachse verlauft. 

Bei Verfahren zur Beschichtung von Substraten hat 
sich gezeigt, daB die optimale Ausbildung des Plasmas in 
Richtung auf das zu beschichtende Substrat von dem 45 
Einfallswinkel der Strahlen auf das Target und der Lage 
der Auftreffstelle (der Lage der Linie auf dem Zylinder- 
mantel) abhangt. Eine entsprechende Justage der An- 
ordnung kann dabei durch Ausrichtung der Laserstrah- 
len, aber auch durch seitliche Verschiebung des Targets 50 
vorgenommen werden. Es ist daher zweckmaBig, daB 
das Target zusatzlich seitlich verschiebbar ist. 

In der Zeichnung ist eine Ausfuhrungsform der An- 
ordnung schematised dargestellt und wird im folgenden 
naher erlautert. 

Das walzen- (zylinder-)fdrmiger Target 1 ist an einem 
Halter 2 drehbar um die Zylinderachse und langs dieser 
Achse verschiebbar befestigt. Mittels einer Zylinderlin- 
se 3 werden die Laserstrahlen zu einer parallel zur Zy- 
linderachse verlaufenden Linie 4 auf die Zylinderwan- 
dung fokussiert. Dabei wird Material vom Target abge- 
tragen und auf einem Substrat 5 abgeschieden. 

Wie aus der Zeichnung hervorgeht, liegt die Auftreff- 
stelle der Linie 4 unterhalb der Verbindungslinie zwi- 
schen der Mitte der Zylinderlinse und der Mittelachse 65 
des Targets. Auf diese Weise wird erreicht, daB das 
Plasma sich in Richtung des Substrats 4 ausbildet, wo- 
durch die Bildung der auf dem Substrat abzuscheiden- 



den Schicht begunstigt ist. 

Eine Anordnung der beschriebenen Art wurde einge- 
setzt zur Herstellung dunner Schichten aus Material 
eines oxydischen Hochtemperatur-Supraleiters aus 
YBa2Cu3C>7, wobei ein gepulster Excimerlaser 
(LAMBDA PHYSIK, EMG 201) eingesetzt wurde. 

Patentanspniche 

1. Anordnung zum Abtragen von Material eines 
Targets, bestehend aus dem Target und einem 
drehbaren Halter fiir das Target, auf weiches die 
Strahlen eines Lasers zum Abdampfen des Target- 
materials gerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Target (1) zylinderformig ist und mittels 
des Halters (2) um die Zylinderachse drehbar ist 
und die Strahlen des Lasers auf den Zylindermantel 
gerichtet sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Target (1) langs der Zylinderachse 
verschiebbar ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Laserstrahlen so fokussiert 
sind, daB sie in einer Linie (4) auf den Zylinderman- 
tel auftreffen. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Linie (4) parallel zur Zylinderach- 
se verlauft. 

5. Anordnung nach einem der vorangehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Target 
(1) seitlich verschiebbar ist. 
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